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＊会場内でのお食事はご遠慮いただいております。ご昼食は近隣の飲食店等をご利用いただきますようお願いいたします。

■予定されている招待講演

第90回
半導体・集積回路
技術シンポジウム

第90回
半導体・集積回路
技術シンポジウム
ハイブリッド開催
2026.8.25 （火）・ 26 （水）

電気化学会電子材料委員会
（URL:https://semicon.electrochem.jp/） 

主催

東京エレクトロン　赤坂本社
〒107-6338  東京都港区赤坂5-3-1 
赤坂Bizタワー38階  東京メトロ 赤坂駅から徒歩5分
会場受付は赤坂Bizタワー1階となります。

   

現地会場

ECS(米国電気化学会)日本支部共催

応用物理学会、エレクトロニクス実装学会、
精密工学会、電子情報通信学会、
日本表面真空学会、日本化学会

90th Symposium on Semiconductors and Integrated Circuits Technology

本シンポジウムは、わが国の半導体・集積回路技術分野に
おける特色ある講演会として発足して以来、今回で第90回
を迎えます。半導体集積回路の分野では、さらなる集積度
と性能の向上が続いており、多様な技術の研究開発が進
められています。第90回シンポジウムでは、三次元集積回
路、メモリ、パワーデバイス、AIエレクトロニクスの各デバイス
技術に加え、微細加工技術をはじめとする各種プロセス技
術、半導体産業の動向、人材育成に関する17件の招待講演
を予定しています。
また、一般講演も募集しており、若手研究者や学生が研究
成果を発表する場を設けます。半導体集積回路の研究開
発や事業に従事する方々に、2日間に亘る活発な討論の場
を提供します。

午後後半の発表についての全体質疑17:30-17:40

16:50-17:30

Cu-Cu接合技術を用いたCMOSイメージセンサの進化と展望
ソニーセミコンダクタソリューションズ（株）　小川 直樹
(仮) 新しい脳型AIハードウェアに向けて     帝京大学　堀尾 喜彦

16:10-16:50

ハフニア系強誘電体の薄膜化による低動作電圧化とメモリ信頼性の課題
東京大学  トープラサートポン・カシディット15:30-16:10

休憩15:20-15:30

午後前半の発表についての全体質疑15:10-15:20

（仮）新規不揮発性メモリの課題と今後の展望
キオクシア(株)　吉川 将寿14:30-15:10

メモリ高性能化・微細化へのプロセスソリューション
東京エレクトロン(株)　大池 昇13:50-14:30

Flash Memory for Generative AI　　
キオクシア(株) 先端技術研究所 　住吉 一成13:10-13:50

昼食（＊）11:40-13:10

午前の発表についての全体質疑11:30-11:40

（仮）TSMC先端パッケージング向け材料開発　　
TSMCジャパン3DIC研究開発センター(株)　山口 晋平10:50-11:30

3次元フラッシュメモリ製造における高アスペクト比低温エッチングの
課題と展望(仮)    キオクシア(株)　大村 光広10:10-10:50

ダイヤモンド半導体デバイス研究開発の最近の進展
佐賀大学ダイヤモンド半導体研究センター/(株)ダイヤモンドセミコンダクター　嘉数 誠  9:30-10:10

◆第２日 ◆8月26日（水）  9:30～17:50

協賛

18:30-19:30

一般講演セッション（ポスター）17:40-18:30

休憩 17:30-17:40

午後後半の発表についての全体質疑17:20-17:30

16:40-17:20 北の大知～力の限り半導体～    北海道大学　秋永 広幸

16:00-16:40 半導体業界の明るい未来     證券アナリスト　和田木 哲哉

15:50-16:00 休憩
15:40-15:50 午後前半の発表についての全体質疑

15:00-15:40 高いチャネル移動度とE-mode動作を実現する
GaNパワーデバイスのMOSチャネル制御  (株)豊田中央研究所　成田 哲生

14:20-15:00 ラジカルプロセスによる金属反応層に関する研究   関西大学  大堀 大介

13:40-14:20 Development of 300mm Wafer-Scale Processing of Graphene and Related 2D Material　 
東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(株)　松本貴士

12:10-13:40 昼食

12:00-12:10 午前の発表についての全体質疑 

11:20-12:00

AI時代の半導体パッケージ技術：巨大化と微細化を支えるマスクレス露光装置の重要性
（株）SCREENセミコンダクターソリューションズ　長尾 竜也
機械学習ポテンシャルとCOSMO-SAC熱力学モデルを用いた
原子層プロセスの解析と設計　東京大学/北海道大学　霜垣 幸浩

10:40-11:20

半導体製造用ナノインプリント技術の最新動向
キヤノン（株）　伊藤 俊樹10:00-10:40

開会の挨拶  9:50-10:00

◆第１日 ◆8月25日（火）  9:50～18：30

情報交換会

優秀発表賞贈呈、閉会の挨拶17:40-17:50

(＊)


